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Sposob ustawienia plytki pélprzewodnikowej réwnoleglte do maski
oraz urzadzenie do stosowania tego sposobu

4

Przedmiotem wynalazku jest spos6b ustawienia
plytki péiprzewodnikowej réwnolegle do maski u-
sytuowanej nad nia w pewnym: odstepie, w celu
ustawienia wzoru naniesionego na masce zgodnie
z wzorem na plytce poélprzewodnikowej przed na-
S$wietleniem stykowym, oraz urzadzenie do stoso-
wania. tego spoesobu. .

Przy produkeji elementéw poéiprzewodnikowyeh
na przyklad tranzystoréw planarnych lub scalo-
nych- obwodéw poéiprzewodanikowych, stosuje sie
przewaznie technologie planarng w polaczeniu z
maskowaniem. Wzér na powierzchni ptytki péiprze-
wodnikowej wykonywany jest za pomocg masek,
ktéryech wzér przenoszony jest sposobem stykowym
przy uzyein do naswietlania Swiatta ultrafioleto-
wego, na lakier fotoczuly, ktérym powleczona jest
ptytka péiprzewoednikowa. Jako masek ugywa sie
przewaznie szklanych plyt fotegraficznych, w kté-
rych emulsji zawarty jest zadany wzoér.

W jedaym ze znanyeh sposobdéw réwnoleglego
ustawiania plytki pélprzewodnikowej oraz usta-
wionej nad nig w pewnej odlegtofci maski, phytke
dociska sie de maski, ustala sie w tym réwnole-
glym poeloZeniu, a nastepnie obniza plytke znowu
_réwnolegle do maski o-odlegloé¢ wymagana de ma-
nipulacji. W tym pelezeniu wzér na plytce péi-
przewodnikowej ustawia sie zgodnie z wzorem na
masce, a: nas%épnie piytke dociska sie ponownie do
masiki delem stykowege naéwietlenia.

Znane sy Yéwniei tak zwane urzadaenia do usta-
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wiania i naSwietlania stosowane do przeprowa-
dzania tego sposobu. Urzadzenie takie sklada sie
w zasadzie z mikroskopu, urzadzenia do na$wie-
tlania, urzadzenia do osadzenia w nim maski oraz
obsady plytki péiprzewodnikowej. Obsada ta ose-
dzona: jest przegubowo, co pozwala. na praesuwanie
plytki péiprzewodnikowej w stosunku do maski w
ukladzie, wspélrzednych kartezjanskich jak réw-
niez na unieruchomienie jej. Przesuwanie obsady
ptytki poéiprzewodnikowej do lub od maski odby-
wa- sie recznie lub mechanicznie:

Przy najstaranniejszej nawet obstudze maski u-
legajag tak silnemu zarysowaniu, ze muszg by¢
wymienione na nowe po przecietnie 10 naswietle-
niach. Do najwiekszych uszkodzen bardzo warto-
Sciowych i drogich masek dochodzi przy dociska-
niu plytki p6iprzewodnikowej do maski celem réw-
noleglego ustawienia plytki do maski. Wystepuja-
ce przy tym boczne ruchy plytki wzgledem maski
doprowadzajag do stosunkowo duzego zcierania e-
mulsji na masce. Przy ponownym dociskaniu- u-
stawionych juz réwnolegle do siebie powierzchni
ptytki poélprzewodnikowej i maski celem naSwie-
tlenia stykowego, uszkodzenie maski jest o wiele
mniejsze, gdyz wzgledne ruchy boczne juz teraz
nie wystepuja.

Celem wynalazku jest zmniejseenie §cierania ma-

.sek a tym samym przediuzenie czasu: uzytkowania

drogich. masek, sgczegllnie przy procesie¢ naswie-
tlania stykowego ptytek,
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Wynalazek ma za zadanie stworzenie takiego

sposobu réwnoleglego ustawienia plytki pélprze-'

wodnikowej oraz usytuowania nad nig w pewnej

odleglo$ci maski, przy ktérym unika sie bezpo-.

sredniego zetkniecia plytki i maski. Wynalazkiem
objete jest poza tym znane urzadzenie do usta-
wienia i naSwietlenia wyposaZone w nowe urza-
dzenie do stosowania wymienionego sposobu.

Zadanie to jest rozwigzane w ten sposbb, ze

~ réwnoleglos¢ pomiedzy plytka poélprzewodnikowa
a maska ustala sie przez ustawienie plytki w sto-
sunku do plytki ustalajgcej, stanowiacej plaszczy-
zne wyréwnawcza, plytke pélprzewodnikowa w
tym polozeniu unieruchamia sie, po czym na miej-
sce plytki ustalajacej wstawia sie maske. Aby u-
nikngé opadniecia plytki péiprzewodnikowej po
‘ustawieniu Jjej” réwnolegle do plytki ustalajacej,
umieszcza sie maske wyzej od tej plytki ponad
réwnolegle ustawiong plytka poéiprzewodnikowa o
odstep potrzebny do manipulacji.

Dzieki sposobowi wedlug wynalazku przedtuza
sie trwalo§é delikatnych masek, gdyz przy usta-
wieniu plytki pélprzewodnikowej maska nie ulega
juz uszkodzeniu.

Urzadzenie do stosowania sposobu sktada sie¢ ze
znanego skadingd urzadzenia do ustawienia i na-
§wietlania z typowymi dla tego rodzaju urzadzen
czeSciami jak na przyklad mikroskopem, urzadze-
niem do na$wietlania oraz urzadzeniem do umiesz-
czenia maski i obsada przynajmniej jednej ptytki
p6iprzewodnikowej, osadzong przegubowo prze-
suwnie w stosunku do maski i dajgca sie unie-
ruchomié.

Urzadzenie wedlug wynalazku ma plytke usta-
lajacg, umieszczong w ptaszczyznie obok maski.
Urzadzenie z plytka ustalajacg i maska umiesz-
czone . jest nad obsada plytki péiprzewodnikowej
w spos6b przesuwny lub obrotowy w celu umo-
zliwienia ustawienia na zmiane plytki ustalajgcej
lub maski, Celem pewnego i szybkiego doprowa-
dzenia plytki ustalajacej wzglednie maski nad ob-
sade ptytki p6iprzewodnikowej, urzgdzenie sklada
sie z wézka z maska i woézka z plytka ustalajgca,
ktére sa polaczone z sobg i umieszczone sg na lo-
zyskach kulkowych przesuwnie na stole stuzacym
za wspblng podstawe.

Aby zapewnié dokladne trafienie na miejsce nad
obsada plytki pélprzewodnikowej jednego z tych
dwéch wozkéw, wykonano w stole po obu stro-
nach obsady plytki péiprzewodnikowej dwa wy-
zlobienia o pryzmatycznym przekroju w odleglo-
§ci odpowiadajacej odleglo$ci lozysk kulkowych
przy kazdym woézku. Poza tym umieszczono obok
obsady plytki pélprzewodnikowej wsporniki z ka-
natami prézniowymi umozliwiajgce pewne ustawie-
nie ptytki ustalajgcej wzglednie fotomaski w potoze-
niu roboczym. Aby nie dopu$cié do powtérnego o-
padniecia obsady plytki pélprzewodnikowej po
réwnoleglym jej ustawieniu do plytki ustalajacej,
plytka ta ma wystep dystansowy odpowiadajacy
odstepowi manipulacyjnemu, w wyniku czego fo-
tomaska znajdzie sie¢ w swoim polozeniu roboczym
nad plytka péiprzewodnikows wtasnie w tej odle-
gloSci,
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Wynalazek jest przyktadowo wyjasniony na ry-
sunku, na ktérym fig. 1 przedstawia w perspekty-
wie urzadzenie do wzajemnego ustawienia, fig. 2
przedstawia w perspektywie urzadzenie do umiesz-
czenia maski, fig. 3 przedstawia przekr6j ptytki
ustalajgcej w potozeniu roboczym nad obsadg plyt-
ki pélprzewodnikowej, fig. 4 przedstawia fotoma-
ske w polozeniu roboczym. _ '

Réwnoleglo§é pomiedzy ptytka poéiprzewodniko-
wa 1 i fotomaska 2 ustala sie przez ustawienie
plytki 1 w stosunku do ptytki ustalajacej 3 pelnig-
cej role ptaszczyzny wyréwnaweczej.

Po ustawieniu plytki pélprzewodnikowej 1 réw-
nolegle do ptytki ustalajgcej 3, unieruchamia sie
ja w tym polozeniu, a plytke ustalajaca 3 wymie-
nia na maske 2. Maska 2 zostaje przy tym umie-
szczona réwnolegle nad piytka péiprzewodnikowa
1, i wyzej od plytki ustalajgcej 3 o odstep mani-
pulacyjny a. Znane skadinad urzadzenie do usta-
wienia i naSwietlania wyposazone jest w odpowied-
nie urzadzenie do korzystnego stosowania tego
sposobu. Urzadzenie do ustawienia i na$wietlania
sklada sie zasadniczo z mikroskopu A i urzadzenia
B do na$Swietlania, z ktérych "kazde mozna na
zmiane przestawié obrotowo w polozenie nad u-
rzadzenie C do umieszczenia maski 2. W obudo-
wie oznaczonej D umieszczony jest tak zwany st6t
krzyzowy z osadzong przegubowo, w stosunku do
maski 1 przesuwng i unieruchamiang obsada 5
ptytki pélprzewodnikowej. .

Urzadzenie do korzystnego stosowania sposobu
wedlug wynalazku sklada sie z urzadzenia C do
umieszczenia plytki ustalajacej 3 i maski 2, w
sklad ktérego wchodzi wézek 11 z maska i wobzek
12 z plytkg ustalajgcg. Woézki 11 i 12 polgczone sa
ze sobg dwoma sprezynkami piérowymi 4. Za po-
Srednictwem lozysk kulkowych 6 przy kazdym z
woézk6éw, wézki 11 i 12 obsadzone sg przesuwnie
na stole 7 stuzacym jako wspélna podstawa. Po
obu stronach obsady plytki pélprzewodnikowej 1
wykonano w odleglosci odpowiadajgcej rozstawowi
lozysk kulkowych 6, w stole 7 pryzmatyczne wy-
zlobienie 8. Po obu stronach obsady 5 umieszczo-
ne s3 poza tym wsporniki z kanalami prézniowy-
mi 9, stuzace do ustalenia miejsca fotomaski 2
wzglednie plytki ustalajgcej 3 nad obsada 5 ptyt-
ki pélprzewodnikowej.

Plytka ustalajagca 3 ma wystep dystansowy 10,
dzieki ktéremu uzyskuje sie odstep manipulacyjny
a od fotomaski 2. Na wézku 11 przewidziano. §ru-
by nastawcze 13 i 14, stuzace do dokladnego usta-
lenia miejsca wymiennych masek 2. St6t 7 ma
mniej wiecej w §rodku przerwe 15, w ktérej umie-
szczona jest obsada 5 plytki p6lprzewodnikowej 1
dociskanej do ptytki ustalajacej 3 wzglednie ma-
ski 2.

Plytke pélprzewodnikows 1 kladzie si¢ na ob-
sadzie 5 i ustala ja w tym polozeniu. Przesuwa-
jac urzadzenie do umieszczenia C plytki ustalajg-
cej 83 i maski 2 doprowadza sie nastepnie wozek.
12 w polozenie robocze. Lozyska kulkowe 6 wozka
12 zaskakujg przy tym w wyzlobienia 8, a plytka
ustalajgca 3 nachodzi na wsporniki 9. Za pomoca
kanaléw prézniowych zostaje plytka ustalajgca 3
w tym poloZeniu ustalona. Réwnolegle ustawienia
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plytki polprzewodnikowej 1 odbywa sig¢ teraz
przez podnoszenie obsady 5 do momentu az
plytka poélprzewodnikowa 1 dojdzie do styku z
wystepem 10 plytki ustalajacej 3. W tym potozeniu

unieruchamia si¢ obsade 5, a wézek 12 wymienia -
sie na wbézek 11 przesuwajac go i z kolei woézek

ten sie w ten sam spos6b unieruchamia. Poniewaz
" maska 2 znalazla sie teraz bezpoérednio nad usta-
wiong réwnolegle plytkg péiprzewodnikowa 1, mo-
zna przystgpié do ustawienia wzoru na piytce 1
zgodnie z wzorem na masce 2. Po przeprowadze-
niu ustawienia, nanosi sie przez na$wietlenie sty-
kowe wzér maski 2 na plytke p6iprzewodnikows 1.

Zastrzezenia patentowe

1. Spos6b ustawienia plytki pélprzewodnikowej
réwnolegle do maski, w celu ustawienia naniesio-
nego na masce wzoru zgodnie z wzorem na plytce
p6iprzewodnikowej, przed naéwieflaniem styko-
wym, znamienny tym, Ze réwnoleglo$¢ pomiedzy
plytka pélprzewodnikowg i maskg uzyskuje sie
przez ustawienie plytki pé6iprzewodnikowej réw-
nolegle w stosunku do stanowigcej powierzchnie
wyréwnawczg plytki ustalajgcej, przy czym plytke
pétprzewodnikowg w tym polozeniu unieruchamia
sig, a ptytke ustalajaca wymienia si¢ na maske (a).

2. Spos6b wedlug zastrz. 1, znamienny tym, ze
maske wprowadza sie nad ustawiong réwnolegle
plytke pélprzewodnikowa, wyzej od plytki ustala-
jacej o konieczny odstep manipulacyjny.
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3. Urzadzenie do stosowania sposobu wedtug
zastrz. 1, zawierajace mikroskop, urzadzenie do na-
Swietlania z urzgadzeniem do umieszczenia maski
oraz obsada przynajmniej jednej plytki pO6iprze-
wodnikowej, osadzong przegubowo w stosunku do
maski, przesuwna i dajacg sie unieruchomié, zna-
mienne tym, Ze urzgdzenie (C) do umieszczenia
maski (2) zawiera ptytke ustalajgca (3), znajdujaca
si¢ w tej samej poziomej plaszczyznie co maska
(2) a ponadto urzgdzenie (C) do umieszczenia mas-
ki (2), mieszczace réwniez plytke ustalajgca (3),
umieszczone jest nad obsada plytki pélprzewodni-
kowej (1) w spos6b przesuwny i obrotowy.

4. Urzadzenie wedlug zastrz. 3 znamienne tym,
ze urzadzenie (C) z plytka ustalajaca i maskg skla-
da sie z wézka (11) z maskg i wézka (12) z ptytka
ustalajaca, ktére sg ze sobg polgczone i umieszczo-
ne przesuwnie na lozyskach kulkowych (6) na stole
(7) stuzagcym za wsp6lng podstawe. - .

5. Urzadzenie wedlug zastrz. 3 i 4, znamienne
tym, ze w stole (7), po obu stronach obsady: (5)
plytki pélprzewodnikowej, w odstepie ré6wnym od-
legtoSci umocowanych przy kazdym wézku (11, 12)
tozysk kulkowych (6), wykonane sg pryzmiatyczne
wyzlobienia (8).

6. Urzadzenie wedlug zastrz. 3 i 4 znamienne
tym, ze obok obsady (5) plytki pé6lprzewodnikowej
umieszczone sa wsporniki (9) z kanatami préznio-
wymi.

7. Urzadzenie wedlug zastrz. 3 i 4, znamienne
tym, zZe ptytka ustalajaca (3) ma wystep (10), od-
powiadajacy odstepowi manipulacyjnemu (a).



Kl 21g, 11/02

69 869

MKP HO011 7/68

2 Fig.3
1‘1 Q} <D Py % Z
s 777
6 L B 5 8 R
7 _ 3 . T RNy
fig L Dk ﬁ/@%ﬂw D e
% [ == "/
6/ 1'./5 1) 8 )o- 1’0

PZG w i’ab., zam. 1921-73, nakl. 110420 egz.
Cena zi 10,—



	PL69869B1
	BIBLIOGRAPHY
	CLAIMS
	DRAWINGS
	DESCRIPTION


